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１．概要（Summary） 

近年の IoT 化やロボット化のニーズの高まりにより、高

精度地図や高精度ポジショニングなどの要求が高まって

いる。ジャイロはこのキーデバイスとなっており、低価格で

高精度なジャイロへの要望が高まっている事から、これら

を両立できる工法を確立したいと考えた。そのため、素子

性能を検査した後に精度補正のため、露光、現像、エッ

チング等の微細加工プロセスを用いてトリミングをおこなう

ことによる、精度向上の可能性調査の実験を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マイクロシステムアナライザ、高速マスクレス露光装置、

磁気中性線放電ドライエッチング装置 

【実験方法】 

多摩川精機では車載用ジャイロ用として、LiNbO3（以

下 LN）を用いた振動ジャイロを実用化している。このセン

サ素子はプローブ試験により、各素子の電気的特性を選

別し、後工程で電気的調整を行っている。 

この調整量と実際の物理振動の相関確認のため、微細

加工プラットフォームの装置マイクロシステムアナライザを

使用して測定を行った（Fig. 1）。この測定結果と電気特

性の間に相関関係が得られれば、微細加工を追加するこ

とで、精度向上の自由度が広がることが期待できる。続い

て、部分的な追加パターニングについて確認した。基材

のLNをドライエッチングするため、フッ素ドライエッチング

耐 性 の 期 待 で き る ポ ジ 型 レ ジ ス ト  PMER 

P-LA900PM(東京応化工業)をLN基材上に厚さ 20 μm

になるようにスピンコート塗布し、高速マスクレス露光装置

を用いてパターニングした。20×100 μm パターンを稜線

部に露光し、磁気中性線放電ドライエッチング装置を用

いて部分エッチングを施した（Fig. 2）。 

 

Fig. 1  Measurement method of micro system analyzer. 

 

 

Fig. 2  Photo images of after partial etched LN 

gyroscope. 
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３．結果と考察（Results and Discussion） 

LN稜線部の露光については現像時に肩部が薄くなり、

時には露光部より大きく開口してしまう事があった（Fig. 

2）。このことから、スプレー塗布、もしくは重ね塗布など厚

塗りの工法が必要であることがわかった。また、同じくドラ

イエッチングについても、土台となるウェハとの貼り付け

応力の低減（割れ防止）や、LN 基材をエッチングする前

にレジストの薄い部分の電極が先に無くなっていることか

ら、レジストの厚塗り、もしくはバリアメタルによる事前保護

などが必要であることが明らかになった。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・京都大学にて弊社利用料負担で追加実験を遂行中。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
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